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Abstract (en)
[origin: ES8704109A1] An orbital sander/grinder has on one side of its housing a rotatably mounted disk holder which is brought into orbital motion
by means of a drive mechanism that is inside the housing, and is coupled with an eccenter. The eccenter is rotatably mounted on one side in the
housing, on the other side in the disk holder, while the rotational axis in the housing is radially offset relative to the rotational axis of the eccenter in
the disk holder, but the two axes run parallel to each other. A balancing weight for compensating the unbalance rotates in synchronization with the
eccenter. To ensure sanding/grinding with a minimum of vibration, means are provided to compensate for the transverse forces generated by the
abrasive and/or cutting forces that are exerted at the eccenter.

Abstract (de)
Bei einem Schwingschleifer (1) ist an einer Seite seines Gehäuses (2) ein Schleifschuh (3) beweglich gelagert, der mittels einer in dem Gehäuse
(2) untergebrachten Antriebseinrichtung sowie einem damit gekuppelten Exzenter (8) in eine Orbitalbewegung zu versetzen ist. Der Exzenter (8) ist
einerseits in dem Gehäuse (2) und andererseits in dem Schleifschuh (3) drehbar gelagert, wobei die Drehachse (7) in dem Gehäuse (2) gegenüber
der Drehachse (9) des Exzenters (8) in dem Schleifschuh (3) radial versetzt ist, jedoch zu dieser parallel verläuft. Synchron mit dem Exzenter (3)
läuft ein Auswuchtgewicht (16) zur Kompensation der wucht um. Um auch beim Schleifen einen vibrationsarmen Lauf zu erhalten, sind Mittel zur
Kompensation der von den Reib- und/oder Schnittkräften hervorgerufenen und an dem Exzenter angreifenden Querkräfte vorgesehen.
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